Posudek vedouciho — Ing. Stanislav Kratky:

Student se seznamil s procesem reliéfni elektronové litografie. Zaméril se pfedevsSim na rezistové
procesy a odlisnosti pfi expozici elektrony o energiich 15 a 100 keV. V praktické ¢asti pfipravil nékolik
substratd a navrhl test citlivosti pro elektronovy litograf Vistec EBPG5000+ ES. Po expozici a vyvolani
provedl méreni testd na kontaktnim profilometru a sestrojil kfivky citlivosti pro danou soustavu
rezist-vyvojka. Z téchto kfivek pak vypocital kritické davky a kontrasty. Ddle ptipravil test binarnich
mftizek, na které aplikoval korekce proximity efektu ze ziskanych kfivek citlivosti. Zhotovené mfizky
pak vyhodnotil na mikroskopu atomarnich sil. Zadani prace bylo zcela splnéno. Student béhem
semestru dochdzel pravidelné na konzultace a po zaskoleni na pfislusnych pfistrojich postupoval
samostatné. Vysledky jsou jasné a strucné interpretovany. Z formalniho hlediska prace obsahuje
preklepy a nékolik gramatickych chyb. Jedinym vétSim nedostatkem celé prace je chybné uvedeny
vztah pro PSF funkci, kde student popisuje tuto funkci, ale uvadi vztah pro tzv. modulaéni pfenosovou
funkci MTF, kterd vznikne Fourierovou transformaci zminéné funkce. | ptes tento nedostatek se jedna
o velmi zdafilou praci, jejiz vysledky jsou nezbytné pro optimalizaci procesu elektronové litografie na
elektronovém litografu Vistec. Praci doporucuji k obhajobé.
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